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Introducao
O presente trabalho fez um estudo analitico da refletancia
em células solares de silicio monocristalino: da camada
antirreflexo, do comportamento dos raios de luz incidentes
dentro de texturas pré-determinadas a fim de aperfei¢oar as
caracteristicas da célula para o aumento da sua eficiéncia
do ponto de vista de absorcdo de luz. Portanto, sera
discutida a caracterizacdo Optica de filmes antirreflexos
aplicados em células solares de silicio monocristalino.
Resultados e Discusséo

A caracterizagdo Optica sera feita por meio do método da
matriz de transferéncia, o qual foi implementado no Matlab.
Além do método da matriz de transferéncia, serd
apresentado e testado um método de minimizagdo
numérica para a obtencdo de espessuras 6timas para
angulos cada angulo incidente nas estruturas de simples.
Alguns materiais mais usados no célculo como filme dnico
de camada AR bem como suas espessuras sdo mostrados
na Tabela 1. Para se encontrar as espessuras dos filmes foi
considerado o angulo de incidéncia normal a superficie, de
300, 45°, 60° e 74°, foram utilizados os indices de refragao
dos materiais, bem como do substrato de silicio no

comprimento de onda 4 =600 nm .

Espessura (4,) em relacdo ao dngulo incidente
Material #n | Espessura1| Espessura2 | Espessurad | Espessurad
(30%) (45%) (60%) (75%)
MgF, 1.3 125 137.5 124.7 1724
Si0, 1.4 110.2 118.5 129 138.7
AlLO, 1.8 86,7 90.6 95.1 98.8

Tabela 1 — Materiais usados nas simula¢gdes como sistema
de Unica camada antirreflexo (CID et. al., 1998; JELLISON,
WOOD, 1986).

As Figuras 1 a 3 mostram a refletancia para o comprimento

de onda de A =600 nm nas polarizacdes s (a) e p (b),

considerando o indice de refragdo do silicio, Ny = 3,94,
para os diferentes materiais considerados.
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Figura 1 - Refletancia de um filme tnico de MgF, .
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Figura 2 - Refletancia de um filme Unico de SiO, .
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Figura 3 - Refletancia de um filme Gnico de Al,O;.

Conclusdes
Existe uma variacédo da refletancia para as estruturas com
filme dnico de MgF, e SiO,, na polarizagdo s, para os
angulos incidentes quando se muda a espessura do
material e se torna mais abrupta nos angulos mais rasantes.
Para a polarizacdo p, a diferenca se da para angulos
menores, até aproximadamente 45°, sendo que ao longo de
todos os angulos incidentes, a espessura definida pelo

angulo de 30° é a que apresenta menor refletancia. No
entanto, a refletancia para o silicio recoberto com Al,O

tem variacdo relativamente pequena para a polarizacédo p

e para a polarizacéo s, quase ndo acontece variagao.
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